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論文内容の要旨
本論文は，固体撮像素子の一つで、ある CPD型撮像素子に関する研究の成果をまとめたものであり，
9 章より構成されている。
第 1 章では，本論文のテーマの背景について概観し，本研究の目的と意義を明らかにしている。
第 2 章では， MOS型の受光部と CCD型水平走査回路とを結び、つける呼び水転送の動作原理と，そ
の転送効率の解析法を明らかにしているO
第 3 章では， CPD型撮像素子の水平シフトレジスタに用いる埋め込みチャンネノレCCDの電位分布
の解析法を示し，プロセスの設計法を確立している。
第 4 章では，単板カラー撮像素子の実用化をめざしたCPD型撮像素子の素子構成，駆動方法，製造
方法および、素子特性について検討を加え，それをもとに水平解像度280TV，ダイナミックレンジ54db
の素子の試作に成功しているo
第 5 章では， npn フォトダイオードの電位分布を解析し，ブルーミング抑制の原理とその最適設計法
を明らかにしている。特にフォトダイオードの下にオーバーフロードレインを設ける構造を提案し，素
子特性向上の条件を明らかにしているo
第 6 章では，フォトレジスト ストリエーションによる微妙な膜厚ムラに起因した固定パターン雑音
の発生原因を明確にし，その抑制方法を提案している。
第 7 章では， CZ-Si 基板の抵抗率の変化に起因した固定パターン雑音の発生原因を明確にし， Si 結
品のストリエーションを評価している。
第 8 章では， P ウェル構造による npn フォトダイオードを利用した PAL用の高解像度CPD型撮
? ?
像素子について検討を加え，水平解像度500TVの高性能の素子の試作に成功している。
第 9 章では，第 2 章から第 8 章までの研究結果を総括し，本研究の結論を述べているo
論文の審査結果の要旨
本論文はCPD型撮像素子に関する研究，特に撮像素子の高画質化のための素子構造，製作のフ。ロセ
ス，最適設計法などについての研究をまとめたものであり，以下の成果を得ている。
(1) MOS型の受光部と CCD型水平走査回路とを結び、つける呼び水転送法を提案し，その転送効率の
解析法を明らかにしているo
(2) CCD型撮像素子の基本的な素子構成，駆動方法および製造方法を確立し，試作した素子の特性を
解析し実用化のための基礎技術を確立している。
(3) 埋め込みチャネルCCDや npn フォトダイオードの電位分布を解析し，代表的なプロセスパラメー
タについて，その最適設計法を明らかにしている。
(4) 素子製作プロセスでの， Si 基板やレジスト膜厚に起因した，固定パターン雑音の発生メカニズム
とその対策方法を明らかにしているO
(5) 本研究の成果をもとに npn フォトダイオードを利用したPAL用 CPD型撮像素子を試作し，水
平解像度500TV本の高感度撮像素子を実現しているo
以上のように，本論文は，新しい撮像素子を提案し，その解析方法を確立するとともにその設計方法
を明確にし，固体撮像素子の分野に大きな貢献をもたらしている。よって本論文は，博士論文として価
値あるものと認める。
